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LƴǘŜƭƭƛ{ǳƛǘŜ ƛǎ ŀƴ ŜƴŘ-ǘƻ-ŜƴŘ ŜƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘ ǿƘƛŎƘ ŜƴŀōƭŜǎ ǳǎŜǊǎ ǘƻ ǎŜŀƳƭŜǎǎƭȅ Ǝƻ ŦǊƻƳ 
ǎŎƘŜƳŀǝŎ ŎŀǇǘǳǊŜ ŀƴŘ ƻǇǝƳƛȊŀǝƻƴ ǘƻ ŘŜǎƛƎƴ ǾŜǊƛŬŎŀǝƻƴ ŀƴŘ ǘŀǇŜ ƻǳǘΦ ! ƅŜȄƛōƭŜ ŘŜπ
ǎƛƎƴ ƅƻǿ ŀƭƭƻǿǎ ȅƻǳ ǘƻ ǎǘŀǊǘ ȅƻǳǊ ŘŜǎƛƎƴ ŀǘ ŜƛǘƘŜǊ ǘƘŜ ǎŎƘŜƳŀǝŎΣ ƭŀȅƻǳǘ ƻǊ о5 ƭŜǾŜƭΦ 

.ƭǳŜǇǊƛƴǘ 

a9a{ 5ŜǎƛƎƴ 
9ŘƛǘƻǊ 

/ƭŜŀƴ wƻƻƳ 

¸ƻǳǊ ±ƛǊǘǳŀƭ Cŀō 
tǊƻŎŜǎǎ Cƭƻǿ 

Cŀǎǘ ŬŜƭŘ 

LƴŎǊŜŘƛōƭȅ Ŧŀǎǘ  
aǳƭǝǇƘȅǎƛŎǎ 

{¸bt[9 

{ȅǎǘŜƳ {ȅƴǘƘŜǎƛǎ 
ϧ {ƛƳǳƭŀǝƻƴ 

95! [ƛƴƪŜǊ 

[ƛƴƪ ǘƻ ȅƻǳǊ 
95! ǘƻƻƭǎ 

¢ƘŜ LƴǘŜƭƭƛ{ǳƛǘŜ ǎƻƊǿŀǊŜ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ƛǎ ōŀǎŜŘ ǳǇƻƴ ŀ ǳƴƛǉǳŜ ŎƻƳōƛƴŀǝƻƴ ƻŦ ōƻǧƻƳ-ǳǇ 
ǇǊƻŎŜǎǎ-ŘǊƛǾŜƴ ŘŜǎƛƎƴ ŀƴŘ ǘƻǇ-Řƻǿƴ ǎȅƴǘƘŜǎƛǎΦ ¢ƻǇ-Řƻǿƴ ƳŜǘƘƻŘƻƭƻƎȅ ŀƭƭƻǿǎ ȅƻǳ ǘƻ 
ǉǳƛŎƪƭȅ ŜȄǇƭƻǊŜ ŀ ǿƛŘŜ ǊŀƴƎŜ ƻŦ ŘŜǎƛƎƴ ƻǇǝƻƴǎΣ ǿƘƛƭŜ ōƻǧƻƳ-ǳǇ ŘŜǎƛƎƴ ǇǊƻǾƛŘŜǎ ǘƘŜ ŀŎπ
ŎǳǊŀŎȅ ǘƻ ǇǊƻŘǳŎŜ ŬǊǎǘ-ǝƳŜ ǇǊƻŎŜǎǎ ǊŜŎƛǇŜ ƳƻŘŜƭΦ ¢ƘŜǎŜ ƳŜǘƘƻŘǎ ŀǊŜ ŎƻƳōƛƴŜŘ ǘƻ ƎŜǘ 
ȅƻǳ ǘƻ ȅƻǳǊ ŘŜǎƛƎƴǎ ŦŀǎǘŜǊ ŀƴŘ ǿƛǘƘ ŦŜǿŜǊ ǇǊƻŎŜǎǎ ƛǘŜǊŀǝƻƴǎΦ 



 

Layout and 3D Structure Meshing Tools 

! ƭŀȅƻǳǘ ǘƻƻƭ ǎǇŜŎƛŬŎŀƭƭȅ ŘŜǎƛƎƴŜŘ ŦƻǊ ǘƘŜ a9a{ ŎƻƳƳǳƴƛǘȅΦ 



  

.ƭǳŜǇǊƛƴǘ τ a9a{ 5ŜǎƛƎƴ 9ŘƛǘƻǊ 
 
Lǘ ƛƴŎƭǳŘŜǎ ¢ŀǇŜ hǳǘΣ ŀƴ ŀƭƭ-ŀƴƎƭŜ tƘȅǎƛŎŀƭ ±ŜǊƛŬŎŀǝƻƴ ό5w/ύ ǘƻƻƭΣ 
ŀƴŘ ŀ ƭŀƴƎǳŀƎŜ-ƛƴŘŜǇŜƴŘŜƴǘ ǎŎǊƛǇǝƴƎ ǘƻƻƭΣ ŜƴŀōƭƛƴƎ ȅƻǳ ǘƻ ŎǊŜπ
ŀǘŜ ŎƻƳǇƭŜȄ ŘŜǎƛƎƴǎ ǘƘǊƻǳƎƘ ǎŎǊƛǇǝƴƎΦ ¢ƘŜ ōǳƛƭǘ-ƛƴ /Ǌƻǎǎ-{ŜŎǝƻƴ 
±ƛŜǿŜǊ ŀƭƭƻǿǎ ȅƻǳ ǘƻ ǾƛŜǿ Ƴŀǎƪ ŎǊƻǎǎ-ǎŜŎǝƻƴǎ ŀƴŘ ŜȄǇƻǊǘ ǘƘŜƳ 
ǘƻ tƻǿŜǊ tƻƛƴǘΦ !ǳǘƻƳŀǘŜŘ ƘŜȄŀƘŜŘǊŀƭ ƳŜǎƘƛƴƎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŏŀƴ 
ōŜ ǳǎŜŘ ǘƻ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘ Ǌƻōǳǎǘ ƳŜǎƘŜǎ ŦƻǊ ŀƴŀƭȅǎƛǎΦ 

.ƭǳŜǇǊƛƴǘ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ƛƴǇǳǘκƻǳǘǇǳǘ ƻŦ ǎŜǾπ

ŜǊŀƭ ǎǘŀƴŘŀǊŘ Ƴŀǎƪ ŦƻǊƳŀǘǎ ƭƛƪŜ D5{LLΣ 
5·C ŀƴŘ /LC ŀƭƻƴƎ ǿƛǘƘ ǎŜǾŜǊŀƭ ƛƳŀƎŜ ŦƻǊπ
ƳŀǘǎΣ ƛƴŎƭǳŘƛƴƎ .atΣtbD ŀƴŘ WtDΦ 

 

5ŜǎƛƎƴ ǊǳƭŜ ŎƘŜŎƪ 

vǳƛŎƪ о5 ±ƛŜǿ 

{ƛƳǇƭƛŦȅ [ŀȅŜǊ aŜǊƎŜ CƛƭƭŜǘ 



LƴǘŜƭƭƛ{ǳƛǘŜϥǎ ǎǘŀǘŜ-ƻŦ-ǘƘŜ-ŀǊǘ ŀǳǘƻ ƳŜǎƘƛƴƎ ǘƻƻƭǎ ŀǊŜ ǿƛǘƘ ŎǳǩƴƎ 
ŜŘƎŜ ŀŘǾŀƴŎŜƳŜƴǘǎΦ aŀǘŜǊƛŀƭ ǇǊƻǇŜǊǝŜǎ Ŏŀƴ ōŜ ŀǳǘƻƳŀǝŎŀƭƭȅ ŀǇπ
ǇƭƛŜŘ ǿƘŜƴ ŀ о5 ƳŜǎƘŜŘ ƳƻŘŜƭ ƛǎ ƎŜƴŜǊŀǘŜŘΦ bŜǿ ŀŘŀǇǝǾŜ ƳŜǎƘπ
ƛƴƎ ŀƴŘ ƳŜǎƘ ǊŜŬƴŜƳŜƴǘ ǎŜǩƴƎǎ ŀƭƭƻǿ ǳǎŜǊǎ ǘƻ ƘŀǾŜ Ŧǳƭƭ ŎƻƴǘǊƻƭ 
ƻǾŜǊ ǘƘŜ ŀǳǘƻƳŀǘŜŘ ƳŜǎƘƛƴƎ ǇǊƻŎŜǎǎΦ  

о5 .ǳƛƭŘŜǊ¢a  κ IŜȄǇǊŜǎǎƻ¢a
 

hƴŜ ŎƭƛŎƪ ƳŜǎƘ 

.ŀǎŜ ƻƴ ƭŀȅƻǳǘ ŀƴŘ ƳŜǎƘ ǎƛȊŜ ŘŜŬƴƛǝƻƴΣ 
ǳǎŜǊǎ Ŏŀƴ Ŝŀǎƛƭȅ ƻōǘŀƛƴ ǘƘŜ ƳŜǎƘŜŘ ƳƻŘŜƭΦ 

wŜŬƴŜ ƳŜǎƘ 
 
¢ƘŜ ŦŜŀǘǳǊŜǎ ŀƭƭƻǿ ǳǎŜǊǎ ǘƻ Ŝŀǎƛƭȅ ŘŜŬƴŜ ŀƴ 
ŀŘŀǇǝǾŜ ƳŜǎƘ ǊŜƎƛƻƴΦ ²ƛǘƘ ŀ ŘŜǎƛǊŜŘ ƳŜǎƘ 
ǎƛȊŜ όǎƳŀƭƭŜǊ ǘƘŀƴ Ǝƭƻōŀƭ ƳŜǎƘ ǎƛȊŜύΣ ǘƘŜ 
ŎƘƻǎŜƴ ǊŜƎƛƻƴ ǿƛƭƭ ƘŀǾŜ ŀ ǊŜŬƴŜŘ ƳŜǎƘΦ 



aŜǎƘaŀƴƛǇ ƛǎ ŀ ƳŜǎƘ ƻǇŜǊŀǝƻƴ ǘƻƻƭ ǿƛǘƘ ǿƘƛŎƘ ǘƘŜ ǳǎŜǊ Ŏŀƴ ǾƛŜǿΣ ǊƻǘŀǘŜΣ ǘǊŀƴǎƭŀǘŜΣ 
ȊƻƻƳΣ ǎŎŀƭŜ ƻǊ ƘƛŘŜ ǎƻƳŜ ǇŀǊǘǎ ƻŦ ǘƘŜ ƳŜǎƘŜŘ ƳƻŘŜƭ ƛƴ ǘƘŜ о5 ǾƛŜǿŜǊΦ CǳǊǘƘŜǊƳƻǊŜΣ 
ǘƘŜ ǳǎŜǊ Ŏŀƴ ǇŜǊŦƻǊƳ ŜƭŜƳŜƴǘκŜƴǝǘȅ ŜŘƛǘǎ ƛƴ aŜǎƘaŀƴƛǇΦ 
 
aŜǎƘaŀƴƛǇ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ƛƳǇƻǊǘκŜȄǇƻǊǘ ƻŦ ǎǳŎƘ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ŦƻǊƳŀǘ ŬƭŜǎ ŀǎ ǇŀǊŀǎƻƭƛŘΣ !b{¸{ 
ŎŘōΣ h.WΣ LD9{Σ {¢[Σ {¢9tΣ tŀǘǊŀƴ bŜǳǘǊŀƭΣ ŜǘŎΦ !ƴŘ ƛǘ Ŧǳƭƭȅ ǎǳǇǇƻǊǘǎ LƴǘŜƭƭƛ{ǳƛǘŜ ΦǎŀǾŜΣ 
ΦǎƻƭƛŘ ŀƴŘ ΦǾŜŎ ŬƭŜ ŦƻǊƳŀǘǎΦ Lƴ ǇŀǊǝŎǳƭŀǊ ƛǘ Ŏŀƴ ƛƳǇƻǊǘ ŀ ǾŜŎ ŬƭŜ ŀǎ ŀ ǎƻƭƛŘ ƳƻŘŜƭ ŀƴŘ 
ŀǇǇƭȅ ƳŜǎƘƛƴƎ ƻƴ ƛǘ ōȅ ƛƴǾƻƪƛƴƎ IŜȄǇǊŜǎǎƻΦ 

aŜǎƘaŀƴƛǇ 

ŘƛǊŜŎǘƭȅ ƳŜǎƘƛƴƎ ŀ ǇǊƻŎŜǎǎ ƳƻŘŜƭ 

a!{Y 

aƻŘŜƭƛƴƎ 

aŜǎƘƛƴƎ 



CleanRoom Process Suite 

LƴǘŜƭƭƛ{ǳƛǘŜ /ƭŜŀƴwƻƻƳ ƛǎ ǘƘŜ ƛƴŘǳǎǘǊȅ-ǎǘŀƴŘŀǊŘ ŦƻǊ ǇǊƻŎŜǎǎ ǎƛƳǳƭŀǝƻƴΦ ²ƛǘƘ 

LƴǘŜƭƭƛCŀō ŀƴŘ Cŀō{ƛƳΣ ǉǳƛŎƪƭȅ ǎƛƳǳƭŀǘŜ ŀƴŘ ǾƛǎǳŀƭƛȊŜ ŎƻƳǇƭŜȄΣ ŎǳǎǘƻƳ ǇǊƻπ

ŎŜǎǎ ƅƻǿǎ ƻǊ ǎŜƭŜŎǘ ƻƴŜ ƻŦ ƻǳǊ Ƴŀƴȅ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭ ǇǊƻŎŜǎǎ ŘŜǎƛƎƴ ƪƛǘ όt5Yύ 

ǘŜƳǇƭŀǘŜǎΦ ²ƛǘƘ LƴǘŜƭƭƛ9ǘŎƘΣ ǊŀǇƛŘƭȅ ǎƛƳǳƭŀǘŜ ŀƴƛǎƻǘǊƻǇƛŎ ŜǘŎƘƛƴƎ ƻŦ ǎƛƭƛŎƻƴ ƻǊ 

ǉǳŀǊǘȊ ǳǎƛƴƎ ǘƘŜ ǇƻǿŜǊ ƻŦ ȅƻǳǊ t/ϥǎ Dt¦Φ 

 

LƴǘŜƭƭƛ{ǳƛǘŜ /ƭŜŀƴwƻƻƳ ŦŜŀǘǳǊŜǎ ŀ ŎƻƳǇǊŜƘŜƴǎƛǾŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ŘŀǘŀōŀǎŜ ǿƘƛŎƘ 

ŀƭƭƻǿǎ ȅƻǳ ǘƻ ǳƴŘŜǊǎǘŀƴŘ ƳŀǘŜǊƛŀƭ ǇǊƻǇŜǊǝŜǎ ƭƛƪŜ ŎƻƴŘǳŎǝǾƛǘȅΣ ŬƭƳ ǎǘǊŜǎǎŜǎ 

ŀƴŘ ƳŜŎƘŀƴƛŎŀƭ ǎǘǊŜƴƎǘƘ ŀǎ ŀ ŦǳƴŎǝƻƴ ƻŦ ǇǊƻŎŜǎǎƛƴƎ ǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎΦ {ǳōǎŜπ

ǉǳŜƴǘƭȅΣ ǘƘƛǎ ŜƴŀōƭŜǎ ȅƻǳ ǘƻ ǇǊƻŘǳŎŜ ƳǳŎƘ ƳƻǊŜ ǊŜŀƭƛǎǝŎ ƳƻŘŜƭǎΦ 

 



LƴǘŜƭƭƛ{ǳƛǘŜϥǎ ōƻǧƻƳ-ǳǇ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ƛǎ ōŀǎŜŘ ǳǇƻƴ ǇǊƻŎŜǎǎ ŜƭŜπ

ƳŜƴǘǎΦ CŀƳƛƭƛŀǊ ǇǊƻŎŜǎǎ ǎǘŜǇǎ ǎǳŎƘ ŀǎ ǇƘƻǘƻƭƛǘƘƻƎǊŀǇƘȅΣ ǘƘƛƴ ŬƭƳ 

ŘŜǇƻǎƛǝƻƴ ŀƴŘ ǎŜƭŜŎǝǾŜ ŜǘŎƘƛƴƎ ŦƻǊƳ ǘƘŜ ōŀǎƛǎ ŦƻǊ ǳƴŘŜǊǎǘŀƴŘƛƴƎ 

ǘƘŜ Ŭƴŀƭ ŘŜǾƛŎŜ ƎŜƻƳŜǘǊƛŜǎ.  

 

IntelliFABTM allows you to debug your process flow and your mask set before you even 

enter the clean room. It enables you to create realistic virtual prototypes, which can pre-

vent costly fabrication mistakes. 

LƴǘŜƭƭƛC!.¢a   - tǊƻŎŜǎǎ tŀǊŀƳŜǘŜǊ /ŀƭƛōǊŀǝƻƴ 

Silicon Quartz 

tǊƻŎŜǎǎ ƅƻǿ ǊŜǎǳƭǘ ǊŜƴŘŜǊƛƴƎǎ Ŏŀƴ ōŜ ŜȄǇƻǊǘŜŘ ǘƻ ŀ ǾŀǊƛŜǘȅ ƻŦ ŬƭŜ ŦƻǊƳŀǘǎΣ ǎǳŎƘ 
ŀǎ Φ!±L ΦWtDΣ ΦtbD ŀƴŘ  ƛƴŎƭǳŘƛƴƎ aƛŎǊƻǎƻƊ tt¢ ǿƛǘƘ ŀ ǎƭƛŘŜ ŦƻǊ ŜŀŎƘ ǇǊƻŎŜǎǎ ǎǘŜǇ 
όŜƛǘƘŜǊ Ŧǳƭƭ о5 ǾƛŜǿ ƻǊ ŀƴȅ ŘŜǎƛǊŜŘ ŎǊƻǎǎ-ǎŜŎǝƻƴύΦ 



Cŀō{ƛƳ¢a ŜƴŀōƭŜǎ ǳǎŜǊǎ ǘƻ ǉǳƛŎƪƭȅ ŎǊŜŀǘŜ ǊŜŀƭƛǎǝŎ ǇǊƻŎŜǎǎ ƳƻŘŜƭǎ 
ŀƴŘ ŎǊƻǎǎ-ǎŜŎǝƻƴǎ ǳǎƛƴƎ Ŧǳƭƭ ǇƘȅǎƛŎŀƭ ǎƛƳǳƭŀǝƻƴΣ ǊŀǘƘŜǊ ǘƘŀƴ ǘǊŀŘƛπ
ǝƻƴŀƭ ƎŜƻƳŜǘǊƛŎŀƭ ƳŜǘƘƻŘǎΦ 
 
.ȅ ǎȅǎǘŜƳŀǝŎŀƭƭȅ ōǳƛƭŘƛƴƎ ǘƘŜ ǇǊƻǘƻǘȅǇŜ ƛƴ LƴǘŜƭƭƛ{ǳƛǘŜΣ ȅƻǳ Ŏŀƴ 

ǉǳƛŎƪƭȅ ƛŘŜƴǝŦȅ Ŏƻǎǘƭȅ ǇǊƻŎŜǎǎ ōǳƎǎ ōŜŦƻǊŜ ŜǾŜƴ ŜƴǘŜǊƛƴƎ ǘƘŜ ŦŀōΣ ǿƘƛŎƘ ǳƭǝƳŀǘŜƭȅ ǎŀǾŜǎ 
ǝƳŜ ŀƴŘ ƳƻƴŜȅΦ ¢ƘŜ ǇǊƻŎŜǎǎ ǎǘŜǇǎΣ ŎƻƳōƛƴŜŘ ǿƛǘƘ ǘƘŜ Ƴŀǎƪ ƎŜƻƳŜǘǊƛŜǎΣ Ŏŀƴ ōŜ ǳǎŜŘ 
ǘƻ ōǳƛƭŘ ǘƘŜ Ŭƴŀƭ ǾƛǊǘǳŀƭ ŘŜǾƛŎŜΦ 

Cŀō{ƛƳ¢a   - vǳƛŎƪ ǇǊƻŎŜǎǎ ǎƛƳǳƭŀǝƻƴ  

¦ǎŜǊǎ Ŏŀƴ ǎǇŜŎƛŦȅ ǘƘŜǎŜ ǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ ǊƛƎƘǘ ƛƴ LƴǘŜƭƭƛCŀō ōŜŦƻǊŜ ǊǳƴƴƛƴƎ ǘƘŜ ǎƛƳǳƭŀǝƻƴΦ 

¢a!I 
¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ улϲ/ 

¢a!I 
¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ олϲ/ 
/ƻƴŎŜƴǘǊŀǝƻƴ ол҈ 

²Ŝǘ ŜǘŎƘƛƴƎ 
ƛǎ ŀũŜŎǘŜŘ ōȅ 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜΣ 
ŜǘŎƘŀƴǘ Ŏƻƴπ
ŎŜƴǘǊŀǝƻƴ ŀƴŘ 
ƻǘƘŜǊ ǇŀǊŀƳŜπ
ǘŜǊǎΦ  



¢ƘŜ ŘǊȅ ŜǘŎƘƛƴƎ ŜƴƎƛƴŜ ƛƴ Cŀō{ƛƳ¢a Ƙŀǎ ǘƘŜ ŎŀǇŀōƛƭƛǘȅ ƻŦ ǎƛƳǳƭŀǝƴƎ ǘƘŜ ƭŀƎ ŜũŜŎǘ ŀƴŘ ƳƛŎǊƻ-
ƭƻŀŘƛƴƎ ŜũŜŎǘ ŦƻǊ ǎƳŀƭƭ-ǎƛȊŜŘ ƻǇŜƴƛƴƎǎΦ 
¢ƘŜ ǳǎŜǊ Ŏŀƴ ǎŜǘ ǘƘŜ 5wL9 ǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ ŘƛǊŜŎǘƭȅ ƛƴ LƴǘŜƭƭƛCŀō ƻǊ ǇŜǊŦƻǊƳ ǘƘŜƛǊ ƻǿƴ ŎŀƭƛōǊŀǝƻƴǎ ǳǎƛƴƎ 
ǘƘŜ ōǳƛƭǘ ƛƴ Cŀō{ƛƳ ŎŀƭƛōǊŀǝƻƴ ǘƻƻƭΦ 

IƛƎƘ-ƛƴŘŜȄ ǎǳǊŦŀŎŜ ŜǘŎƘƛƴƎ ŦƻǊ 
ŎǊȅǎǘŀƭƭƛƴŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭǎ ƛǎ ŀ ƪŜȅ ŦŜŀπ
ǘǳǊŜ ƛƴ Cŀō{ƛƳΦ CƻǊ ƳŀǘŜǊƛŀƭǎ 
ǿƛǘƘ ƻǊƛŜƴǘŀǝƻƴ-ŘŜǇŜƴŘŜƴǘ 
ŜǘŎƘ ǊŀǘŜǎΣ Cŀō{ƛƳ Ŏŀƴ ŎŀƭŎǳƭŀǘŜ 
ǘƘŜ ŜǘŎƘ ǇǊƻƎǊŜǎǎ ŦǊƻƳ ŀƴȅ ƘƛƎƘ
-ƛƴŘŜȄ ǎǳǊŦŀŎŜΣ ƎƛǾƛƴƎ ŜǘŎƘ ǊŜπ
ǎǳƭǘǎ ǿƘƛŎƘ ŀǊŜ ƳƻǊŜ ŀŎŎǳǊŀǘŜ 
ǘƘŀƴ ŜǾŜǊ ōŜŦƻǊŜΦ Lǘ ƛǎ ŜȄǇŀƴŘŀπ
ōƭŜΣ ƴƻǘ ƻƴƭȅ ŦƻǊ ǎƛƭƛŎƻƴ ōǳǘ ŀƭǎƻ 
ŦƻǊ ƻǘƘŜǊ ŎǊȅǎǘŀƭƭƛƴŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭǎΣ 
ǎǳŎƘ ŀǎ ǉǳŀǊǘȊΣ ŀƴŘ ǎƻ ƻƴΦ 

Lag effect ignored Lag effect considered 

Micro-loading effect ignored Micro-loading effect considered 

о5 tƘȅǎƛŎŀƭ {ƛƳǳƭŀǝƻƴ ǿƛǘƘ /ŀƭƛōǊŀǝƻƴ 

! ǎƛƭƛŎƻƴ ƛǎƻǘǊƻǇƛŎ ŘǊȅ ŜǘŎƘƛƴƎ ǎƛƳǳƭŀǝƻƴ ōŀǎŜŘ ƻƴ  
о5 Řƛũǳǎƛƻƴ ǘƘŜƻǊȅ  

! ƳŜǘŀƭ ǎǇǊŀȅ ŜǘŎƘƛƴƎ ǎƛƳǳƭŀǝƻƴ 

ōŀǎŜŘ ƻƴ о5 Řƛũǳǎƛƻƴ ǘƘŜƻǊȅ 

tƘȅǎƛŎŀƭ ǎƛƳǳƭŀǝƻƴ ƻŦ ǿŜǘ ŜǘŎƘƛƴƎ ŀƴŘ 5wL9 



о5 ƭƛǘƘƻƎǊŀǇƘȅ ǇƘȅǎƛŎŀƭ ǎƛƳǳƭŀǝƻƴ  

Layout for testing 

exposed covered 

Substrate 

Photoresist 

Lƻƴ ōŜŀƳ [ƛǘƘƻƎǊŀǇƘȅ {ƛƳǳƭŀǝƻƴ ό.ƭŀȊŜŘ ƎǊŀǝƴƎǎύ 

Mask alignment and Lithography Structure after etching 

Half time 

Final 

Experiment  

DRIE micromachined wagon wheels  

Micromachined wagon wheels after wet etching 

¢ƘŜ ŜǘŎƘ ǊŀǘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǝƻƴ Ƙŀǎ ŀƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ƛƴƅǳπ
ŜƴŎŜ ƻƴ ǘƘŜ ŜǘŎƘƛƴƎ ǇǊƻŬƭŜΦ  

²Ŝǘ 9ǘŎƘƛƴƎ /ŀƭƛōǊŀǝƻƴ 

Work flow to calibrate 



ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘŜŘ ǎǳƭŦǳǊƛŎ ŀŎƛŘфу҈ ϧ /ƻƴŎŜƴǘǊŀǘŜŘ ǇƘƻǎǇƘƻǊƛŎ ŀŎƛŘ ус҈(ǾƻƭǳƳŜ ǇǊƻǇƻǊǝƻƴ оΥмύ 

ƻǊƛŜƴǘŀǝƻƴғлллмҔΣ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜΥ нос /ϲΣ ǝƳŜΥ мул ƳƛƴǳǘŜǎ 

aŀǘŎƘƛƴƎ {ƛƳǳƭŀǝƻƴ ǊŜǎǳƭǘǎΥ 9ǘŎƘƛƴƎ {ŀǇǇƘƛǊŜ ό!ƭнhоύŀƴŘ vǳŀǊǘȊ όvȊύ 

.ǳƭƭŜǘŜŘΥ vǳŀǊǘȊ όvȊύ 

9ǘŎƘ ǊŀǘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǝƻƴ н5 ŎŀƭŎǳƭŀǝƻƴ о5 {ƛƳǳƭŀǝƻƴ о5 ǇǊƻŬƭŜ 

½-/ǳǘ 

!¢-/ǳǘ 

!ŘŘŜŘ ǾŀǊƛƻǳǎ ŜǘŎƘ ǊŀǘŜ ŘŀǘŀōŀǎŜ ŦƻǊ vǳŀǊǘȊ 

.ǳƭƭŜǘŜŘΥ {ŀǇǇƘƛǊŜ 


